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第3章 注目研究開発テーマ別動向分析

第1節 出願人国籍別出願件数推移

注目研究テーマ「光触媒の可視光応答化を利用した応用技術」について、日米欧中韓への

出願人国籍別の出願件数推移を図 2-3-1 に示す。累積出願件数が最も多いのは日本国籍であ

り、全体の 6 割以上を占めている。また、出願件数の推移を見ると、合計出願件数は増加傾

向にある。

図 2-3-1 出願人国籍別出願件数推移（光触媒の可視光応答化を利用した応用技術）
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12%

その他
10件
2%

合計
473件

注目研究テーマ「光触媒の反応効率の向上を目指した応用技術」について、日米欧中韓へ

の出願人国籍別の出願件数推移を図 2-3-2 に示す。累積出願件数が最も多いのは日本国籍で

あり、全体の 6 割以上を占めている。また、出願件数の推移を見ると、日本国籍による出願

件数は増加傾向にある。

図 2-3-2 出願人国籍別出願件数推移（光触媒の反応効率の向上を目指した応用技術）
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注目研究テーマ「耐久性に優れた触媒システム」について、日米欧中韓への出願人国籍別

の出願件数推移を図 2-3-3 に示す。累積出願件数が最も多いのは日本国籍であり、全体の 7

割以上を占めている。また、出願件数の推移を見ると、日本国籍による出願件数は増加傾向

にある。

図 2-3-3 出願人国籍別出願件数推移（耐久性に優れた触媒システム）
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41件
12%
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9件
3%

その他
1件
0%

合計
340件

注目研究テーマ「コストパフォーマンスの優れた光触媒システム」について、日米欧中韓

への出願人国籍別の出願件数推移を図 2-3-4 に示す。累積出願件数が最も多いのは日本国籍

であり、全体の 5 割以上を占めている。また、出願件数の推移を見ると、日本国籍による出

願件数はほぼ横ばいの傾向にあり、中国国籍の出願件数が増加傾向にある。

図 2-3-4 出願人国籍別出願件数推移（コストパフォーマンスの優れた光触媒システム）
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注目研究テーマ「光触媒の高信頼性を得るための標準化技術」について、日米欧中韓への

出願人国籍別の出願件数推移を図 2-3-5 に示す。累積出願件数が最も多いのは日本国籍であ

り、全体の 5 割以上を占めているが、累積出願件数の合計は少ない。なお、「光触媒の高信頼

性を得るための標準化技術」はあくまでも本調査における要素技術区分のひとつである。

図 2-3-5 出願人国籍別出願件数推移（光触媒の高信頼性を得るための評価・標準化技術）
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第4章 出願人別動向分析

第1節 出願人別出願件数上位ランキング

日米欧中韓への調査対象期間（優先権主張年ベースで 2002 年から 2007 年）における出願

全件について、出願人別の出願件数上位ランキングを表 2-4-1 に示す。

なお、出願人別の集計に当たっては、出願人名称の表記揺れや、企業名の変更を考慮した

名寄せを実施した。また、米国において本来は出願人は発明者本人であるが、本調査では他

地域との比較のために、譲受人を出願人として集計している。譲受人が必ずしも記載されて

いない場合があるが、その際にもファミリー情報等に基づいてできる限り企業を特定してい

る。

最も出願件数が多いのは大日本印刷（日本）であり、次いでサムスン（韓国）、パナソニッ

ク（日本）である。前回の調査期間においては、日本国籍の出願人が上位 20 位まで占めてい

たが、今回調査では外国企業・機関が上位に入っている。
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表 2-4-1 出願人別出願件数ランキング（出願先：日米欧中韓）

順位 出願人 全件数
2002年～2004年

（優先権主張年ベース）

2005年～2007年

（優先権主張年ベース）

1 大日本印刷（日本） 197 133 64

2 サムスン（韓国） 174 85 89

3 パナソニック（日本） 158 85 73

4 産業技術総合研究所（日本） 136 91 45

5 東芝（日本） 133 67 66

6 サンゴバン（フランス） 106 72 34

7 富士通（日本） 99 63 36

8 ＴＯＴＯ（日本） 98 63 35

9 中国科学院（中国） 96 38 58

10 住友化学（日本） 90 49 41

11 電力中央研究所（日本） 89 17 72

11 エボニック デグサ（ドイツ） 89 52 37

13 旭化成ケミカルズ（日本） 86 72 14

14 科学技術振興機構（日本） 76 64 12

15 富士フイルム（日本） 75 35 40

16 昭和電工（日本） 68 54 14

16 上海大学（中国） 68 36 32

18 ダイキン工業（日本） 67 55 12

18 キヤリア（米国） 67 59 8

20 ロレアル（フランス） 59 52 7

20 キヤノン（日本） 59 33 26
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第2節 出願先国別－出願人別出願件数上位ランキング

日米欧中韓への調査対象期間（優先権主張年ベースで 2002 年から 2007 年）における出願

について、出願人別かつ出願先国別の出願件数上位ランキングを表 2-4-2 に示す。なお、ラ

ンキングは、上位 5 位までの企業・機関とし、個人は掲載していない。また、出願件数が 1

件の場合は、上位 1 位以外の場合は、ランキングへ掲載していない。

それぞれ自国への出願が多く見られるが、米国への出願においては、サムスン（韓国）と

大日本印刷（日本）が 1 位、2 位を占めている。また、韓国への出願においては、サンゴバ

ンが 3 位を占めている。

表 2-4-2 出願先国別－出願人別出願件数ランキング

日本への出願 米国への出願 欧州への出願 中国への出願 韓国への出願

順
位

出願人
件
数

順
位

出願人
件
数

順
位

出願人
件
数

順
位

出願人
件
数

順
位

出願人
件
数

1
パナソニック
（日本）

138 1 サムスン（韓国） 53 1 サンゴバン(フランス） 45 1 中国科学院（中国） 95 1 サムスン（韓国） 74

2
大日本印刷
（日本）

134 2 大日本印刷（日本） 43 2
エボニック デグサ
（ドイツ）

38 2 上海大学（中国） 68 2 LG 電子（韓国） 35

3
産業技術総合研
究所（日本）

115 3 キヤリア（米国） 20 3 ロレアル（フランス） 35 3 浙江大学（中国） 37 3 サンゴバン(フランス） 16

4 東芝（日本） 113 4
工業技術研究院
（台湾）

19 4
フラウンホーファー協
会（ドイツ）

30 4 清華大学（中国） 35 4
韓国化学研究院
（韓国）

15

5
旭化成ケミカルズ
（日本）

83 5 富士通（日本） 17 5 キヤリア（米国） 22 5 南京大学（中国） 24 5 LG 化学（韓国） 13

- - - 5 富士フイルム（日本） 17 - - - - - - - - -

5
半導体エネルギ－研
究所（日本）

17

- - - 5
Konarka
Technologies, Inc.
（米国）

17 - - - - - - - - -
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第 3部 基本特許・重要特許分析
第1章 基本特許・重要特許の考え方と抽出方法

光触媒に関して、主たる特性である「光酸化力」と「超親水性」の 2 つに着目し、基本・

重要特許をそれぞれについて抽出した。光触媒に関する基本・重要特許の考え方と抽出方法

は次のようなものである。

光触媒に関する基本・重要特許の考え方は下記の通りである。

・光触媒自身の特性向上や応用に関する特許

・登録された特許

対象特許の抽出と重要度の判定において、下記の基準を参考とした。なお、歴史的に見て、

今回の調査範囲外でも基本特許とみなせるものは参考掲載した。

・光触媒に関する研究開発に関して先進・先導的な機関から出願されている特許

・審査官の被引用回数の多い特許

・優先日の早い特許

以上の方針で基本特許・重要特許を抽出した。
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第2章 基本特許・重要特許の抽出結果

基本特許・重要特許の抽出結果を表 3-2-1 から表 3-2-4 に示す。また、それらの遷移図を

図 3-2-1 から図 3-2-4 に示す。

表 3-2-1 光酸化力に関する基本特許・重要特許（光触媒自身の特性向上）

特許番号 発明の名称 出願人 選定理由
被引用
回数

優先日

JP 4116300
酸化チタン光触媒薄膜および
該酸化チタン光触媒薄膜の製
造方法

富士ゼロツクス
（日本）、東京大学ＴＬ
Ｏ（日本）

暗所に薄膜を置いた場合で
も、光触媒活性が持続できるよ
うにする特許である。

4 20020131

JP 4142303
可視光照射による水の分解
用フツ化窒化チタンを含む光
触媒及びその製造方法

科学技術振興機構
（日本）

水の光分解技術として重要な
特許であると判断した。

2 20020214

JP 3735711

可視光応答性稀土類化合物
光触媒とそれを用いた水素の
製造方法及び有害化学物質
分解方法

物質・材料研究機構
（日本）

希土類を用いた可視光応答光
触媒に関する特許である。

0 20020306

JP 3894144
酸化チタン系光触媒とその製
造方法および応用

住友金属工業
（日本）、住友チタニウ
ム （日本）

ハロゲンドーパントによる可視
光応答型触媒の特許である。

2 20020325

JP 3465706
可視光活性を有するシリカ基
光触媒繊維及びその製造方
法

宇部興産（日本）

可視光活性を有するシリカ基
光触媒繊維とその製造方法に
関するものであり、光触媒を繊
維と共に用いることが出来るよ
うになった。

3 20020501

JP 4076793
可視光照射下で水から水素
を生成するＲｈおよび／または
Ｉｒド－プＳｒＴｉＯ３光触媒

科学技術振興機構
（日本）

水素生成の効率向上に資する
特許である。

0 20020607

JP 3991776 光触媒フイルタ－ デンソ－（日本）
反応性のよいフィルターに関す
る特許であり、応用の視点で
重要である。

1 20020612

JP 4327518
二酸化チタンと光触媒として
不活性な縮合リン酸塩との複
合粒子の製造方法

昭和電工（日本）
微弱光による反応を可能とす
る技術であり、重要な特許と判
断した。

1 20020627

JP 3987395
可視光応答型光触媒及びそ
の製造方法並びにそれを用い
た光触媒体

石原産業（日本）
光触媒用の「材料」として重要
である。代表的な酸化チタン製
造メーカーの特許である。

1 20020809

JP 4135921
二酸化チタン微粒子およびそ
の製造方法

コバレントマテリアル
（日本）

窒素ガスにより窒素ドープを実
現し可視光応答を狙っている。
被引用数が際立って多い。

19 20020918

JP 4140770
二酸化チタン微粒子およびそ
の製造方法ならびに可視光
活性型光触媒の製造方法

コバレントマテリアル
（日本）

窒素ガスにより窒素ドープを実
現し可視光応答を狙っている。
被引用数が際立って多い。

19 20020918

JP 3834631
基体上に形成されたチタニア
系結晶体からなる光触媒の製
造方法

物質・材料研究機構
（日本）

新しいタイプの高活性化手法
に関する特許である。

0 20021009
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JP 4261154
新規な低次酸化チタンおよび
その製造方法

科学技術振興機構
（日本）、産業技術総
合研究所（日本）

低次酸化チタンに関するもので
あり、光触媒のこれまでにはな
い応用方法であった。

1 20021015

JP 4147300
窒素含有酸化チタン系光触
媒及びそれを用いる環境汚染
ガスの浄化方法

産業技術総合研究所
（日本）

環境浄化触媒としての高活性
化を狙ったものであり、重要な
特許と判断した。

0 20021023

JP 3849020
ＭＯｘ－ＺｎＯ複合酸化亜鉛系
光触媒とその製造方法

物質・材料研究機構
（日本）

非酸化チタン触媒に関する特
許である。

0 20021112

JP 4070624

可視光応答性を有する金属
ナイトライド、金属オキシナイト
ライドからなる光触媒活性の
改善方法

科学技術振興機構
（日本）

金属オキシナイトライドの活用
に関するものである。

0 20030131

JP 4228345 光触媒およびその製造方法 ＴＯＴＯ（日本）
ペロブスカイト型の可視光応答
および高活性に関する重要な
特許である。

0 20030324

JP 4135907 可視光活性型光触媒粒子
コバレントマテリアル
（日本）

可視光応答触媒の物質特許で
ある。被引用数が際立って多
い。

19 20030325

JP 3763077 多孔体及びその製造方法 松下電器産業（日本）
光反応電極の製造方法であ
る。

2 20030620

JP 3870267

アルカリ金属及びＡｇのビスマ
ス複合酸化物可視光応答性
光触媒とそれを用いた有害化
学物質分解除去方法

物質・材料研究機構
（日本）

複合酸化物の利用に関する重
要な特許である。

0 20030718

JP 3885825
可視光活性を有する光触媒
体及びその製造方法

豊田中央研究所
（日本）

低コストの可視光応答触媒に
関する特許である。

1 20030808

JP 3941071
半導体電極及びその製造方
法並びにその半導体電極を
用いた光電池

松下電器産業（日本）
光電池用の電極材料として重
要と判断した。

2 20031208

JP 4214226 酸化チタンナノシ－ト構造体
産業技術総合研究所
（日本）

酸化チタンナノシートに関する
特許である。

0 20040123

US 7524793
炭素含有二酸化チタン光触
媒および該光触媒の製造方
法

Kronos International
Inc（欧州）

室内の拡散する昼光のような
微弱な可視光にも応答する光
触媒に関する特許である。

7 20040407



－ 40 －

表 3-2-2 光酸化力に関する基本特許・重要特許（光触媒の応用）

特許番号 発明の名称 出願人 選定理由
被引用
回数

優先日

JP 3868319
印刷用版材の再生方法及び
再生装置並びに印刷機

三菱重工業（日本）
印刷への応用に関する特許で
ある。

1 20020322

JP 3863798
光触媒フイルタを備えた冷蔵
庫

三洋電機（日本）
空気清浄機を備えた冷蔵庫へ
の応用である。

3 20020327

JP 3897635
平版印刷用版材及びその作
製方法並びに印刷機

三菱重工業（日本） 印刷工程への応用である。 2 20020426

JP 3949541
歯牙の漂白方法及び歯牙用
漂白剤

ジ－シ－（日本）
歯牙の漂白方法としての応用
である。

4 20020827

JP 3390429 空気清浄フイルタ装置
サカエ理研工業
（日本）

空気清浄機フィルタへの応用
である。

4 20020918

JP 3649241
空気清浄部材および空気調
和装置

ダイキン工業（日本）
空気清浄機への応用である。
引用数が多い。

7 20030304

JP 3787686
水の光分解装置および光分
解方法

松下電器産業（日本）
被引用数も多く、水の光分解と
して重要なものと判断した。

4 20030326

JP 4331700
脱臭手段を有する洗濯機の
制御方法

三星電子（韓国）
洗濯機の脱臭機能としての応
用である。

2 20040527

JP 3893396
排水処理方法および排水処
理装置

シャープ（日本） 廃液処理への応用である。 2 20050304

IT 1347684

Paving block, useful for
photocatalytic paving for
abating pollutants in
environment, comprises
cementitious composition
having hydraulic binder,
titanium dioxide
photocatalyst having
specific surface

イタルセメンティ
（欧州）

環境浄化機能をもつ舗装ブロ
ックへの応用である。

1 20030218

EP 1562205
KR 589322

Dye-sensitized solar cell, for
making e.g. glass houses,
comprises first and second
electrodes, a porous layer, a
dye absorbed on the porous
layer and an electrolyte
impregnated between the
electrodes

サムスン（韓国）
色素増感型太陽電池に関する
応用特許である。

5 20040203

US 7326388

Indoor air quality module for
purifying air in interior space
in building or vehicle,
includes inner compartment
pivotable relative to outer
compartment to facilitate
servicing of components in
the inner compartment

キヤリア（米国）
室内の空気浄化に関する応用
特許である。

6 20040227
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